
研究のねらい

光結晶成長を用いた大気中低温セラミックス製膜開発を進めています。特に化学溶液法を利用
するPhoto-assisted Chemical Solution Deposition (PCSD)法では、酸化物のオンデマンド形成が可能に

なり、透明導電膜やプリンテッドセンサ製造など広範な材料、様々な用途に向けたセラミック製
膜・結晶化手法を確立しました。また、プロセスの高速性を高め、セラミックスコーティングの
新たなリマニュファクチャリングプロセスへも展開するなど、多種多様な材料・基材に対する新
たなオンデマンドセラミックスコーティングの応用展開を追求しています。

研 究 内 容

技術を社会へ - Integration for Innovation

研究のポイント

●光結晶成長法と化学溶液塗布を用いるセラミックス膜のon-demand結晶成長

●一つの自動ステージ上でプロセスを完結させるon-site結晶成長プロセス

●機能性セラミック薄膜のリマニュファクチャリングプロセス（表面欠損補修技術）
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基 礎 技 術

様々な用途展開

光CSD法

溶液塗布 乾燥・緻密化 光結晶成長

① 大気中・溶液法による高オンデマンド成長
② 光結晶成長による室温セラミックス結晶化
③ 秒速製膜を目指す超高速性

“塗って光を当てる” セラミックス低温高速製膜手法

塗布膜形成

前駆体膜形成

レーザー照射

結晶化

樹脂上へのセラミックス
パターン形成

5μm厚極薄樹脂上へ形成した
セラミックスセンサーアレイ

材料系を選ばないセラミックスの
低温成膜により多様な基材へ対応

樹脂上へのプリンテッド製膜 フレキシブルサーミスタ

広範な材料に対する高い汎用性

Printed electronics

Remanufacturing

シームレスな一貫光プロセス
によるセラミックスの高速補修

連携可能な技術・知財

可視から近赤外帯域の優れた透光性と高い
導電性の特長を活用した透明ヒーター

近赤外線 (InGaAs) カメラによる視認性評価

開発品 ICO:H市販 ITO

世界最高移動度(133 cm2/Vs )フレキシブル透明導電フィルム
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